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Abstract (en)
The device has an elongated ultraviolet lamp (3) with a reflector (4) along a longitudinal axis (A), where the ultraviolet lamp is arranged in a housing
(1). A cooling arrangement is provided for cooling the ultraviolet lamp by a cooling gas stream. Another cooling arrangement is provided for cooling
the cooling gas stream by a fluid. Two units are provided with blowers for cooling the ultraviolet lamp, where the units blow transverse to the
longitudinal axis. The latter cooling arrangement has cooling surfaces at the path of the cooling gas and dissipates heat outwards.

Abstract (de)
Eine Vorrichtung zum Bestrahlen eines Substrats mittels UV-Strahlen weist eine langliche UV-Lampe (3) mit Reflektor (4) entlang einer Langsachse
(A) auf. Die Lampe (3) ist derart in einem Gehé&use (1) angeordnet, dass UV-Strahlen direkt oder indirekt an einer Austrittsseite aus dem Geh&use
(1) austreten. Es ist eine erste Kihlanordnung (7, 8, 13, 14) zum Kuhlen der UV-Lampe (3) durch einen Kihlgasstrom vorgesehen und eine zweite
Kihlanordnung (5, 5', 17) zum Kihlen des Kihlgasstromes mittels eines Fluids. Die Austrittsseite des Gehauses (1) ist durch eine UV-durchlassige
Platte (2) abgeschlossen. Zum Kuhlen der UV-Lampe (3) sind nun mindestens zwei quer zur Langsachse (A) blasende Einheiten mit je einem
Geblase (8) vorgesehen, durch deren Luftfihrung die Kihlluft auf die UV-Lampe (3) leitbar, an den Wandungen des Reflektors (4) vorbei leitbar und
schliesslich wieder dem Geblase (8) zufiihrbar ist. Die zweite Kuihlanordnung (5, 5', 17) weist Kuhlflachen (13, 15) am Wege der Kuhlluft auf und
fahrt so die Warme nach aussen ab.
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